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　近年、東アジア各国、特に中国においては特許・実用

新案出願数の大きな伸びが注目されている。しかしなが

ら、2021 年を境に若干その勢いも治まりつつあるよ

うに窺える（図１）。

　それでも台湾、韓国、日本の公開特許発行数（出願の

伸びはほとんどない）に比べれば群を抜いていることが

確認できる（図２）。

　そのような状況の下で東アジア各国への外国からの出

願について、出願人ランキングを通じて概観することで

最近の動向を把握してみたい。中国にとどまらず韓国な

ど新興企業による近年の急激な出願数の増加も散見され

るが、それらについてもデータを示して紹介する。

　本稿においては、図１、図２で示したように、原則、

公報発行日（公開日）を基準に抽出した公開特許数を基

に議論する。出願日基準で抽出した数値は、特に直近２

年以内の数値はデータベースのデータ更新により発行

（公開）数が増える、という変動をきたす。

　利用したデータベースは台湾特許庁が運営するワー

ルドワイドな国の特許、実用新案、意匠を収録する

GPSS(Global Patent Search System) [1] によって

いる。少なくとも中国、台湾、韓国、日本など東アジア

の特許収録は若干の収録タイムラグを除けば各国特許庁

傘下の各機関のデータベース収録数とほぼ変わりないこ

とも確認している。

　さらに、図表では、中国 (CN)、台湾 (TW)、韓国 (KR)、

日本 (JP) のように国コードで表記し、出願人ランキン

グでは原則、本体 (Head office) のみの出願数とし、グ
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図１　中国の専利（特許・実案・意匠）発行数 図２　東アジアの公開特許推移
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ローバルな出願を展開している出願人も関連会社や海外

の支社 (Division) などからの出願は名寄せず別出願人

として扱っている。

　例えば、中国の TENCENT TECHNOLOGY(腾讯科

技 ) は、内国出願人として上位を占めているが、米国支

社「TENCENT AMERICA(腾讯美国 )」としても中国

国内に出願しており、これは米国出願人として別出願人

扱いにしている。

　同様に、日本のPANASONICの米国支社「PANASONIC 

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF 

AMERICA( 松下电器美国知识产权公司」は、日本国内の

「PANASONIC IP」とは別の米国出願人として扱っている。

　各国の 2023 年公開特許上位出願人を紹介すると以

下のようになる。もちろん、各国とも内国出願人がほと

んどであるが、台湾だけは OEM による生産が多いこと

もあり、上位出願人の多くを外国出願人が占めている。

　外国からの出願とその推移については次節で紹介する。

（1) 中国の動向

　中国における 2023 年公開特許数のランキングを以

下に示した（カッコ内は公開特許件数）。

１位：HUAWEI TECHNOLOGIES(10672件)

２位：STATE GRID(9575件)

３位：TENCENT TECHNOLOGY(7589件)

４位：ZHEJIANG UNIVERSITY(7583件)

５位：GREE ELECTRIC APPLIANCES(6950件)

　2023 年公開特許のうち、1000 件以上公開のある

ものは 151 出願人 ( 内、大学は 81）、2000 件以上

は 72 出願人 ( 内、大学は 35)、3000 件以上は 45

出願人 ( 内、大学は 20) と、大学が約半数の出願をし

ており、その比率が高いのも特徴である。

　2020 年以降、公開特許が大きく増加している出願

人を表１に示した。

 

LG ENERGY(KR) 以外は CN 出願人である。

　また、多くの出願人が出願（公開）数を伸ばす中、公

開特許が大きく減少している出願人を表２に示した。

表１、表２とも今後の動向を見守りたい。

　中国へ出願した台湾出願人の国コードが GPSS では、

2020 年 1 月以降、「TW ⇒ CN」に変更になっている（表

３）。中国知識産権局 (IPPH) が運営する CNIPR では

以前から台湾出願人の国省コードは「台湾省 (71)」の

ままである。

 

　その状況を TAIWAN SEMICONDUCTOR( 台灣積

體電路製造 ) で詳細を確認してみたのが表４と表５であ

る。2020 年 1 月 3 日発行分までが「TW」、2020

年 1 月 7 日以降発行分は「CN」となっている。他の

すべての台湾出願人の中国への出願も同時期に変更に

なっている。

内外国出願人ランキング2

表１　CN公開特許が大きく増加している出願人

表２　CN公開特許が大きく減少している出願人

表３　TW出願人国コードの変化
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（2) 台湾の動向

　台湾における 2023 年公開特許数のランキングを以

下に示した。

１位：TAIWAN SEMICONDUCTOR(1599件 )

２位：APPLIED MATERIALS(841件 ) US

３位：SAMSUNG ELECTRONICS(750件 ) KR

４位：QUALCOMM INC.(697件 ) US

５位：MEDIATEK INC(600件)

　中国同様、近年、出願が増加している出願人、逆に減

少している出願人の公開推移を表６および表７に示した。

 

　他の 3 か国（中国、韓国、日本）と大きく異なるのは、

台湾の 2023 年公開特許ランキング 50 位の内、台湾

内国出願人は 17 出願人に留まり、外国からの出願人

が 33 出願人と多いことが特徴である。これは委託生産

(OEM) を産業政策として進めてきたことによるものと

思われる。

（3) 韓国の動向

　韓国における 2023 年公開特許数のランキングを以

下に示した。

１位：SAMSUNG ELECTRONICS(7793件)

２位：SAMSUNG DISPLAY(3496件)

３位：LG ELECTRONICS(3176 件)

４位：HYUNDAI MOTOR(2941件)

５位：LG ENERGY(2421件)

　近年、出願が増加している出願人、逆に減少している

出願人の公開推移を表８および表９に示した。

 

（4) 日本の動向

　日本における 2023 年公開特許数のランキングを以

下に示した。

１位：TOYOTA JIDOSHA(5938件)

２位：CANON(5369件 )

３位：SANYO PRODUCT(3989件 )

４位：PANASONIC IP(2721件)

５位：DENSO(2312件)

　日本出願人の近年の急増、急減の動向は割愛した。

　本題である東アジア４か国への外国からの出願状況を

2023 年公開特許ベースで出願人に着目して抽出した。

表４　2020年公開
特許発行数 (TSMC)

表５　2020/01公開
特許発行数 (TSMC)

表６　TW公開特許が大きく増加している出願人

表８　KR公開特許が大きく増加している出願人

表９　KR公開特許が大きく減少している出願人

表７　TW公開特許が大きく減少している出願人

外国からの出願人ランキング3
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中国への出願では 200 件以上を出願公開している出

願人は 133、台湾、韓国、日本への出願では 100 件

以上を出願公開している出願人はそれぞれ、53、70、

90 である。これらの出願がどの国からの出願かを見た

のが表 10 である。

　但し、GPSS では国コードが若干欠落していること

もあり、正確な数字とは言えない点もある。あくまでも

概略と捉えていただければ幸いである。

　中国、台湾、韓国への出願は日本からが最も多く、次

いで米国となる。

（1) 中国

　2023 年公開特許について各国から中国への出願の

TOP 60 を表 11 に示した。表 12 ～表 14 も同様で

あるが、それぞれ 2023 年の公開件数、出願人名、国コー

ドの順である。

　出願人は「原語＋英名」の異表記を網羅して検索して

いるが、表中には法人格を省くと共に簡略化した英名で

表記しているものもある。

　133 のいずれの出願人も 2015 年～ 2023 年

各年の公開数を抽出し、その推移も確認している。

　2020 年公開以降、急激に出願公開数を伸ばしてい

表 10　東アジア各国への外国からの出願

表 11　各国から中国への出願（2023 年公開特許）
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るいくつかの出願人の公開推移を図３に示した。日本へ

の出願も同様であるが、韓国の LG ENERGY の出願が

際立っている。NVIDIA は半導体事業での躍進が最近の

ニュースでも話題となっている。

（2) 台湾

　2023 年公開特許について各国から台湾への出願の

TOP 30 を表 12 に示した。

　2023 年公開特許 100 件以上を出願している外国出

願人 53 の内、半数以上の 30 が日本国籍の出願人となっ

ており、台湾との経済的な結びつきも強いことがわかる。

　2020 年公開以降、急激に出願公開数を伸ばしてい

るいくつかの出願人の公開推移を図４に示した。中国の

XI'AN ESWIN MATERIAL TECHNOLOGY（西安奕

斯偉材料科技）が急伸している。

（3) 韓国

　2023 年公開特許について各国から韓国への出願の

TOP 30 を表 13 に示した。

　2020 年公開以降、急激に出願公開数を伸ばしてい

るいくつかの出願人の公開推移を図５に示した。中国の

AMPEREX TECHNOLOGY( 宁德时代新能源 )、米国

の SNAP INC が急伸している。

表 12　各国から台湾への出願（2023 年公開特許）

図４　2020 年以降、急伸企業（台湾出願）

図５　2020年以降、急伸企業（韓国出願）

図３　2020 年以降、急伸企業（中国出願）
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（4) 日本

　2023 年公開特許について各国から日本への出願の

TOP 30 を表 14 に示した。

　2020 年公開以降、急激に出願公開数を伸ばしてい

るいくつかの出願人の公開推移を図６に示した。

　 中 国 同 様、 韓 国 の LG ENERGY が 突 出 し て い

る 他、 米 国 に お い て TikTok で 著 名 と な っ た 中 国

BYTEDANCE( 字跳网络技术 ) も急伸している。 　

表 13　各国から韓国への出願（2023 年公開特許）

図６　2020年以降、急伸企業（日本出願）

表 14　各国から日本への出願（2023 年公開特許）
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　中国、台湾、韓国出願人の場合にも原語での出願人異

表記を網羅して検索式に盛り込む必要があるが、日本特

許の場合はさらに特殊な表記を採用しているので注意が

必要である。

　例えば、「HUAWEI TECHNOLOGIES(华为技术 )」

の検索では、「华为技术」の日本語的表記「華為技術」

が存在するが、「▲華▼▲為▼技▲術▼」のように「▲  

▼」で挟まれた表記も存在する。これも検索時には異表

記として加える必要がある。しかも「フアウェイ テク

ノロジーズ / ホアウェイ・テクノロジーズ / ワーウェ

イ , テクノロジーズ」などのカタカナ表記に加え、「▲

ホア▼▲ウェイ▼技術 / ▲ほあ▼▲うぇい▼技▲しゅ

▼ / ▲ホア▼▲ウェイ▼技木」など「▲  ▼」で挟まれ

た表記も存在するのでやっかいである。

　「HUAWEI TECHNOLOGIES」の日本特許検索式を

整理すると以下のようになる。

　(HUAWEI TECHNOLOGIES or 華為技術 or ▲華▼

▲為▼技▲術▼ or ( フアウェイ and テクノロジーズ ) 

or ( ホアウェイ and テクノロジーズ ) or ▲ホア▼▲

ウェイ▼技術 or ▲ほあ▼▲うぇい▼技▲しゅ▼ or ▲

ホア▼▲ウェイ▼技木 )

　これは単に GPSS データベースの問題ではなく、日

本特許庁 J-PlatPat でも同じであり、網羅的な検索を

するには同様に「▲  ▼」で挟まれた異表記も考慮して

検索する必要がある。

　このような「▲  ▼」で挟まれた表記は、中国や台湾

の出願人に多いが、その表記の根拠は日本特許庁が発行

する「文字の制限」中にある [2]。

「JIS-X0208-1997 で定められている文字以外の文字

を用いようとするときは、JIS-X0208-1997 で定めら

れている漢字に置き換えて記録するか、又はその読みを

平仮名で記録し、その前に「▲」、後ろに「▼」を付す。」

　しかし、上記「HUAWEI TECHNOLOGIES」の例

では、「華為技術」の他、「▲華▼▲為▼技▲術▼」もあ

り、「ホアウェイ 」の他、「▲ホア▼▲ウェイ▼」もある。

このように両方の表記（通常の表記の他、▲　▼で挟ん

だ表記）が存在するし、「▲　▼」だけでなく、「▼　▲」、

「▲　▲」、「▼　▼」などで挟んだ文字も存在するので、

「その読みを平仮名で記録し、その前に「▲」、後ろに「▼」

を付します。」

ということにはなっていない。

　この点に関しては、多くの事例を基に矛盾点も含め、「東

アジア・アセアンの知財情報」[3] という検索 Tips の中

でも議論しているので参照していただければ幸いである。
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